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Urzgdzenie do odparowywania cieczy w cienkich warstwach

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do odparowania cieczy wrazliwych na rozktad termiczny,
w cienkich warstwach, W procesie ciggtym, w warunkach sptywu grawitacyjnego. Odparowywana ciecz
ogrzewana styka si¢ z powierzchnig grzejng oraz wprawiana jest wruch dodatkowy ruchomymi elementami
urzadzenia. _

‘ Proces odparowania cieczy wrazliwych na rozktad termiczny wymaga prowadzenia cieczy po powierzchni

grzejnej cienka warstwa celem zapobiezenia przekroczenia temperatury rozktadu w wyniku przegrzan lokalnych.
Pocigga to za soba konieczno$¢ powiekszenia powierzchni odparowania i koniecznoéé zastosowania $rodkéw
utatwiajacych zmniejszenie grubosci. warstwy z naprowadzaniem dodatkowych porcji cieczy w przypadku
zerwania warstwy . ‘

Znane s takie urzadzenia, w ktdrych przedstawione rozmazywanie cieczy po ogrzewanej powierzchni
roboczej, prowadzace do zmniejszenia grubosci warstwy cieczy przeznaczonej do odparowania, jak réwniez do
ponownego pokrywania cieczq miejsc, na ktérych warstwa cieczy zostata zerwana, jest realizowane przez wirnik
wspOtpracujacy z wewnetrzng powierzchnig walcowego ptaszcza grzejnego. Rozwigzanie takie jest stosowane
w wyparkach Luwa i Sambay.

Istota rozwigzania wedtug wynalazku polega na tym, 29 umieszczone przy nieruchomych powierzchniach
grzejnych komér wyparnych cztony rozprowadzajace ciecz potaczone s poprzez element mocujacy z wibrato-
rem wymuszajacym ruchy posuwisto-zwrotne cztonéw w kierunku réwnolegtym do powierzchni grzejnygh.
Odlegtosé cztondéw rozprowadzajacych od powierzchni grzejnych okreslana jest gruboscig wktadek odlegtoscip-
wych przymocowanych do cztonéw rozprowadzajacych i wspétpracujacych z powierzchnig grzejng $lizgowo.
Potaczone przez wsp6lny element mocujacy z wibratorem cztony rozprowadzajace ciecz wykonane sq przy tym
w postaci uktadu mechanicznego o duzym zageszczeniu elementéw rozmazujacych, zwlaszcza w postaci SIatkl
blachy perforowanej albo zwinigtej $rubowo lub w postaci pierscieni tasmy albo drutu.

Rozwigzanie wedtug wynalazku pozwala uniknaé ktopotliwego i kosztownego pasowariia awywazama
‘wirnika, rozmazujacego ciecz na powierzchni grzejnej, oraz umozliwia duza koncentracje powierzchni roboczej
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w jednostce objetosdci urzadzenia, wobec czego odznacza sie matymi gabarytami.

Urzadzenie wedtug wynalazku jest przedstawione w przykiadzie wyl'«)nania na rysunku, ktorego fig. 1
pokazuje schematycznie urzadzenie w przekroju osiowym, fig. 2 —w przekroju poprzecznyin  A-A,
fig. 3 — w przekroju poprzecznym B-B.

Urzgdzenie zawiera komory grzejne 1 i komory wyparne 2 usytuowane na przemian i oddzielone od siebie
sciankami w postaci wsp6isrodkowych rur. Przez komory grzejne 1 przeptywa czynnik «grzejny. W komorach
wyparnych 2 przy ich powierzchniach roboczych umieszczone s wykonane z siatki cztony rozprowadzajace
ciecz 3 potaczone poprzez wspélny element mocujacy 4 z wibratorem 5 i wprawiane przez wibrator w ruch
drgajacy w kierunku rdéwnolegtym do osi urzadzenia celem rozmazania cieczy po powierzchni. Miedzy
powierzchniami roboczymi komér wyparnych 2 i cztonami rozprowadzajgcymi ciecz 3 umieszczone sg wktadki
odlegtosciowe 6 przymocowane do cztonow rozprowadzajacych ciecz 3, majace na celu zmniejszenie zuzycia

. cztonéw rozprowadzajacych ciecz 3.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do odparowywania cieczy w cienkich warstwach, w procesie ciggtym, w warunkach sp{ywu
grawitacyjnego oraz z zastosowaniem podgrzewania cieczy stykajacej si¢ z powierzchnig grzejna, jak rowniez
z wprowadzeniem cieczy w dodatkowy ruch ruchomymi elementami urzadzenia, znamienne tym, Ze
umieszczone w poblizu nieruchomych powierzchni roboczych komér wyparnych (2) cztony rozprowadzajace
ciecz (3) potaczone sg poprzez wsp6lny element mocujgcy (4) z wibratorem {5) wymuszajacym ruchy
- posuwisto-zwrotne cztondéw w kierunku rownoleglym do powierzchni roboczych, przy czym odiegtasé cztonow
rozprowadzajacych ciecz (3) od powierzchni roboczych okreélona jest gruboscia wktadek odleglosciowych {6).

. 2. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze potaczone przez wspolny element mocujgcy
z wibratorem (5) cztony rozprowadzajgce. ciecz (3) wykonane sa w postaci ukfadu mechaniczriego o duzym
zageszczeniu elementdw rozmazujacych, zwtaszcza w postact siatki, blachy perforowanej, albo zwinigtej srubowo
lub w postaci pierécieni tasmy albo drutu.
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